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Beschreibung
Hintergrund

[0001] Die Halbleiterfertigung umfasst eine Reihe
von Prozessen einschliellich der Abscheidung, der
Photolithographie, des Atzens und &hnlicher Prozes-
se. In einem photolithographischen Prozess wird ei-
ne Photomaske verwendet zum Strukturieren unter-
schiedlicher Merkmale in Halbleitervorrichtungen, die
herzustellen sind. Die Sauberkeit einer Photomas-
ke wird als ein entscheidendes Qualitatskriterium fur
die Strukturierungsmerkmale der Halbleitervorrich-
tung angesehen.

Kurzbeschreibung der Figuren

[0002] Aspekte der vorliegenden Offenbarung wer-
den am besten verstanden von der folgenden de-
taillierten Beschreibung, wenn sie mit den beiliegen-
den Figuren gelesen wird. Es sei angemerkt, dass
entsprechend den Standardpraktiken in der Indus-
trie unterschiedliche Merkmale nicht maRstabsgetreu
gezeichnet sind. Die Dimensionen von unterschiedli-
chen Merkmalen kénnen tatsachlich beliebig vergro-
Rert oder reduziert werden, um die Klarheit der Dis-
kussion zu erhdhen.

[0003] Fig. 1A ist eine schematische Querschnitts-
ansicht einer Photomaske in einem Abzieh-Prozess
entsprechend zu einigen Ausflihrungsbeispielen.

[0004] Fig. 1B ist eine schematische Draufsicht auf
eine Photomaske nach einem Abzieh-Prozess ent-
sprechend zu einigen Ausfiihrungsbeispielen.

[0005] Fig. 2A ist eine schematische Perspektivsicht
von der oberen, vorderen und rechten Seite einer
Reinigungsvorrichtung gemaR einigen Ausfihrungs-
beispielen.

[0006] Fig. 2B ist eine schematische Ansicht von
links einer Reinigungsvorrichtung gemaf einigen
Ausfihrungsbeispielen.

[0007] Fig. 3Aist eine schematische Perspektivsicht
von oben, vorne und der rechten Seite eines Rei-
nigungsmoduls gemal einigen Ausfiihrungsbeispie-
len.

[0008] Fig. 3B ist eine schematische Perspektivan-
sicht von oben, hinten und rechts eines Reinigungs-
moduls gemal einigen Ausfihrungsbeispielen.

[0009] Fig. 3C ist eine schematische Riickansicht
von einem oder mehreren Komponenten eines Reini-
gungsmoduls gemaf einiger Ausfiihrungsbeispiele.

[0010] Fig. 3D ist eine schematische Vorderansicht
von einigen oder mehreren Komponenten eines Rei-
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nigungsmoduls gemal einigen Ausfluhrungsbeispie-
len.

[0011] Fig. 3E ist eine schematische Perspektivsicht
von oben, vorne und rechts eines Abschnittes ei-
nes Reinigungsmoduls gemaR einiger Ausfiihrungs-
beispiele.

[0012] Fig. 3F ist eine schematische Perspektivsicht
einer Wand eines Gehduses eines Reinigungsmo-
duls gemal einiger Ausfihrungsbeispiele.

[0013] Fig. 3G ist eine schematische Vorderansicht
von einen oder mehreren Komponenten in einem Ab-
schnitt eines Reinigungsmoduls gemal einiger Aus-
fuhrungsbeispiele.

[0014] Fig. 4 ist eine schematische Perspektivan-
sicht von oben, vorne und rechts eines Reinigungs-
moduls gemal einiger Ausfiihrungsbeispiele.

[0015] Fig. 5 ist eine schematische Perspektivsicht
von oben, vorne und rechts von einen oder mehreren
Komponenten eines Reinigungsmoduls gemaf eini-
ger Ausfiihrungsbeispiele.

[0016] Fig. 6 ist eine schematische Riickansicht von
Reinigungsmodulen in einer Reinigungsvorrichtung
gemal einigen Ausflihrungsbeispielen.

[0017] Fig. 7 ist eine schematische Riickansicht ei-
nes Reinigungsmoduls in einer Reinigungsoperation
gemal einiger Ausflihrungsbeispiele.

[0018] Fig. 8 ist ein schematisches Blockdiagramm
einer Reinigungsvorrichtung gemaR einigen Ausfih-
rungsbeispielen.

[0019] Fig. 9 ist ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens zum Reinigen einer Photomaske gemaR einigen
Ausfiihrungsbeispielen.

Detaillierte Beschreibung

[0020] Die folgende Offenbarung stellt viele unter-
schiedliche Ausflihrungsbeispiele oder Beispiele dar
zum Implementieren von unterschiedlichen Merkma-
len der Erfindung. Spezifische Beispiele von Kom-
ponenten und Anordnungen werden unten beschrie-
ben, um die vorliegende Offenbarung zu vereinfa-
chen. Dies sind jedoch lediglich Beispiele und ist nicht
einschrankend zu verstehen. Zum Beispiel kann das
Bilden eines ersten Merkmals Uber ein zweites Merk-
mal in der folgenden Beschreibung Ausfiihrungsbei-
spiele umfassen, in welchen das erste und zweite
Merkmal in direktem Kontakt gebildet werden und
kann ebenso Ausflihrungsbeispiele umfassen, in wel-
chen zusatzliche Merkmale zwischen dem ersten und
zweiten Merkmal gebildet werden, sodass das ers-
te und zweite Merkmal nicht in einem direkten Kon-
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takt sind. AulRerdem kann die vorliegende Offenba-
rung Bezugszeichen und/oder Buchstaben in unter-
schiedlichen Beispielen wiederholen. Diese Wieder-
holung ist lediglich fir den Zweck der Einfachheit
und Klarheit gedacht und impliziert von sich aus kei-
ne Beziehung zwischen den unterschiedlichen Aus-
fihrungsbeispielen und/oder Konfigurationen, wie sie
beschrieben werden.

[0021] Aullerdem kdnnen raumartige relative Begrif-
fe wie beispielsweise unterhalb, unten, untere, oben,
obere, und ahnliche hierin genutzt werden zur Ver-
einfachung der Beschreibung, um ein Element oder
eine Beziehung des Elementes zu (einem) anderen
Element(en) oder Merkmal(en), wie sie in den Figu-
ren gezeigt sind, zu vereinfachen. Raumartige rela-
tive Begriffe sollen ebenfalls unterschiedliche Orien-
tierungen des Gerates oder der Vorrichtung wéhrend
der Benutzung oder des Gebrauchs zuséatzlich zu der
Orientierung, wie sie in den Figuren gezeigt sind, um-
fassen. Die Vorrichtung kann anders orientiert wer-
den (um 90 Grad oder eine andere Orientierung ge-
dreht werden) und genutzte raumartige relative De-
skriptoren kdnnen ebenso entsprechend ausgelegt
werden.

[0022] Fig. 1A ist eine schematische Querschnitts-
ansicht einer Photomaske 100 in einem Abzieh-Pro-
zess gemal einiger Ausfuhrungsbeispiele. Um die
Photomaske 100 vor Verunreinigungen zu schiitzen,
wird eine Schutzmembran auf die Photomaske 100
befestigt. In einigen Ausfiihrungsbeispielen umfasst
die Schutzmembran einen Rahmen und einen trans-
parenten Film, der sich UGber eine Seite des Rahmens
erstreckt und daran befestigt ist. Eine gegentiberlie-
gende Seite des Rahmens ist an der Photomaske
100 durch eine Verklebung 104 befestigt. Daher wer-
den Verunreinigungen auf der Schutzmembran 102
abgeschieden, anstatt dass sie auf die Photomaske
100 abgeschieden werden, die von den abgeschie-
denen Verunreinigungen durch eine Hohe des Rah-
mens getrennt ist. In einem photolithographischen
Prozess wird Licht auf die Photomaske 100 fokussiert
und Verunreinigungen, die auf der Schutzmembran
102 sich anlagern, beeintrachtigen kaum die Qua-
litat der Strukturierung, die herzustellen ist. In eini-
gen Situationen wird die Schutzmembran 102 von
der Photomaske 100 entfernt, um zu erlauben, dass
die Photomaske gereinigt oder umgearbeitet werden
kann. Dieser Prozess wird auch als ein Abzieh-Pro-
zess bezeichnet. Wenn die Schutzmembran 102 von
der Photomaske 100 in einem Abzieh-Prozess ent-
fernt wird, wie es durch den Pfeil 105 in der Fig. 1A
gezeigt ist, bleiben Reste der Verklebung 104 auf der
Photomaske 100.

[0023] Die Fig. 1B ist eine schematische Draufsicht
auf die Photomaske 100 nach einem Abzieh-Prozess
gemal weiterer Ausflihrungsbeispiele. Wie es in der
Fig. 1B gezeigt ist, verleiben die Reste des Klebstof-
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fes 104 (die weiter als Klebreste bezeichnet wird) auf
der Photomaske 100 in Bondungsregionen, wo der
Rahmen der Schutzmembran 102 auf der Photomas-
ke 100 gebondet war und die Klebreste haben eine
Form des Rahmens der Schutzmembran 102. Bei-
spielsweise verbleiben die Klebreste entlang eines
Umfanges eines Rechteckes mit den Seiten 106, 108,
die sich in der X-Richtung erstrecken, und den Seiten
107, 109, die sich entlang der Y-Richtung erstrecken,
wie es in der Fig. 1B gezeigt ist. In anderen Situatio-
nen umfassen die Klebreste dazwischen angeordne-
te Klebflecken. In einigen Situationen umfassen die
Klebreste Abschnitte auferhalb der Bondungsregio-
nen.

[0024] Um die Klebreste beim Vorbereiten der Pho-
tomaske fir nachfolgende Prozessierungen zu ent-
fernen, stellen weitere Ausflihrungsbeispiele eine
oder mehrere Reinigungsmodule, Reinigungsvorrich-
tungen und/oder Verfahren zum Reinigen von Pho-
tomasken bereit. In einigen Ausfuhrungsbeispielen
sind die beschriebenen Reinigungsmodule, Reini-
gungsvorrichtungen und/oder Verfahren ausgebildet
und/oder werden verwendet zum Entfernen von Sub-
stanzen, die verschieden sind von Klebstoffen, und/
oder zum Reinigen von Substraten und nicht von
Photomasken.

[0025] Die Fig. 2A zeigt eine schematische Perspek-
tivsicht von oben, vorne und rechts der Reinigungs-
vorrichtung 200 und die Fig. 2B zeigt eine schema-
tische Ansicht von links der Reinigungsvorrichtung
200 gemal weiterer Ausfiihrungsbeispiele. Die Rei-
nigungsvorrichtung 200 umfasst ein Gehause 210
und darin befindliche eine oder mehrere Reinigungs-
module 220, 230, ein Halteteil 240, zumindest ein
Reinigungssubstanzbehalter 250, eine Steuereinheit
260 und eine Ventilationseinrichtung 270.

[0026] Das Gehause 210 ist boxformig und hat ei-
ne obere Wand 211, eine untere Wand (nicht ge-
zeigt), eine Vorderwand 212, eine Riickwand 213, ei-
ne rechte Wand 214 und eine linke Wand 215. In ei-
nen oder mehreren Ausfihrungsbeispielen sind die
obere Wand 211, die untere Wand, die Vorderwand
212, die Rickwand 213, die rechte Wand 214 und die
linke Wand 215 des Gehauses 210 hermetisch an-
einander gekoppelt, um eine Reinraumumgebung in-
nerhalb des Gehauses 210 zu bilden. Zumindest ei-
ne der Wande des Gehduses 210 hat eine Tir, um
es einem Nutzer oder einer Vorrichtung zu erlauben,
in das Innere des Gehauses 210 mit einer oder meh-
reren Komponenten zu gelangen. Das Gehause 210
ist unterteilt in einen oberen Abschnitt 216 und ei-
nen unteren Abschnitt 217. Der obere Abschnitt 216
beherbergt die Reinigungsmodule 220, 230 und das
Halteteil 240. Der obere Abschnitt 216 umfasst ei-
nen Rahmen oder eine Schienenanordnung 218 be-
nachbart zur oberen Wand 211. Die Reinigungsmo-
dule 220, 230 sind auf dem Rahmen oder der Schie-
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nenanordnung 218 befestigt, um sich oberhalb des
Halteteils 240 getragen zu werden. Der untere Ab-
schnitt 217 umfasst eine Trennwand 219, die den
unteren Abschnitt 217 in einem linken Teil benach-
bart zur linken Wand 215 und in einen rechten Teil
benachbart zur rechten Wand 214 trennt. Der lin-
ke Teil des unteren Abschnittes 217 beherbergt den
Reinigungssubstanzbehalter 250. Der rechte Teil des
unteren Abschnittes 217 beherbergt die Steuerein-
heit 260. Die beschriebene Anordnung des Gehau-
ses 210 ist ein Beispiel. Andere Anordnungen sind
innerhalb des Umfanges von unterschiedlichen Aus-
fihrungsbeispielen.

[0027] Die Reinigungsmodule 220, 230 sind in dem
oberen Abschnitt 216 des Gehauses 210 angeordnet
und an dem Rahmen oder der Schienenanordnung
218 befestigt, um oberhalb des Halteteils 240 getra-
gen zu werden. In einigen Ausfihrungsbeispielen ist
zumindest eines der Reinigungsmodule 220, 230 be-
wegbar entlang des Rahmens oder der Schienena-
nordnung 218 befestigt, um entsprechend zu einem
Ort, der auf dem Substrat zu reinigen ist, positioniert
zu werden. In zumindest einem Ausfiihrungsbeispiel
ist eines der Reinigungsmodule 220, 230 ausgebildet
zum Reinigen des Substrats entlang einer ersten Li-
nie, die sich in die erste Richtung erstreckt, wohinge-
gen das andere der Reinigungsmodule 220, 230 aus-
gebildet ist zum Reinigen des Substrats entlang einer
zweiten Linie, die sich in die zweite Richtung senk-
recht zur ersten Richtung erstreckt. Beispielsweise ist
das Reinigungsmodul 220 angeordnet zum Reinigen
des Substrats entlang einer Linie, die sich in die Y-
Richtung erstreckt. Wenn eine Photomaske wie bei-
spielsweise die Photomaske 100, die in der Fig. 1B
gezeigt ist, zu reinigen ist durch die Reinigungsvor-
richtung 200 ist das Reinigungsmodul 220 angeord-
net zum Entfernen der Klebreste entlang der Seiten
107, 109, die sich in der Y-Richtung erstrecken. In
ahnlicher Weise ist das Reinigungsmodul 230 ange-
ordnet zum Reinigen des Substrats entlang einer Li-
nie, die sich in die X-Richtung erstreckt. Wenn ei-
ne Photomaske wie beispielsweise die Photomaske
100, die in der Fig. 1B zu sehen ist, durch die Reini-
gungsvorrichtung 200 zu reinigen ist, wird das Reini-
gungsmodul 230 zum Entfernen von Klebresten ent-
lang den Seiten 106, 108, die sich entlang der X-Rich-
tung erstrecken, angeordnet. In einigen Ausfihrungs-
beispielen werden die Reinigungsmodule 220, 230
ausgebildet zum gleichzeitigen Reinigen von unter-
schiedlichen Linien. In einigen Ausflihrungsbeispie-
len sind die Reinigungsmodule 220, 230 identisch
konfiguriert. In zumindest einem Ausflhrungsbeispiel
wird eines der Reinigungsmodule 220, 230 wegge-
lassen. In zumindest einem Ausflihrungsbeispiel sind
mehr als zwei Reinigungsmodule in der Reinigungs-
vorrichtung 200 vorhanden.

[0028] Das Halteteil 240 ist in dem oberen Abschnitt
216 des Gehauses 210 angeordnet. Das Halteteil
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240 umfasst ein X-Halterung 242 und ein Y-Halte-
rung 244. Die X-Halterung 242 hat einen Substrathal-
ter 246, der ausgebildet ist, um ein Substrat, welches
darauf zu reinigen ist, zu halten. In zumindest einem
Ausflhrungsbeispiel ist das Substrat eine Photomas-
ke, die einem Abzieh-Prozess ausgesetzt wird und
Klebreste hat, die daran verblieben sind. Der Sub-
strathalter 246 ist ausgebildet zum Halten des Sub-
strats durch einen Unterdruck, einer mechanischen
Anordnung oder ahnlichen Arrangements. Die X-Hal-
terung 242 ist ausgebildet zum Bewegen des Sub-
strathalters 246 mit dem darauf gehaltenen Substrat
in die X-Richtung, um eine relative Bewegung in X-
Richtung zwischen dem Substrat, welches zu reini-
gen ist, und einem oder mehreren Reinigungsmodu-
len 220, 230 zu erlauben. Die Y-Halterung 244 ist
ausgebildet zum Bewegen des X-Gerlistes 242 zu-
sammen mit dem darauf gehaltenen Substrat in Y-
Richtung, um eine relative Bewegung in die Y-Rich-
tung zwischen dem Substrat, welches zu reinigen ist,
und einem oder mehreren Reinigungsmodulen 220,
230 zu bewirken. In zumindest einem Ausfiihrungs-
beispiel ist das Halteteil 240 weiter ausgebildet zum
Bewirken einer relativen Bewegung in die Z-Richtung
zwischen dem zu reinigenden Substrat und einen
oder mehreren Reinigungsmodulen 220, 230. Die be-
schriebene Anordnung des Halteteils 240 ist ein Bei-
spiel. Andere Anordnungen sind ebenfalls innerhalb
des Umfanges von weiteren Ausfiihrungsbeispielen.

[0029] Der Reinigungssubstanzbehalter 250 ist in
dem unteren Abschnitt 217 des Geh&uses 210 an-
geordnet. Der Reinigungssubstanzbehalter 250 ist
ausgebildet zum Speichern von einer oder mehreren
Reinigungssubstanzen. In zumindest einem Ausfiih-
rungsbeispiel umfasst die eine oder mehreren Reini-
gungssubstanzen eine Losung oder ein Lésungsmit-
tel fir ein zu entfernendes Material von dem zu reini-
genden Substrat. In zumindest einem Ausfiihrungs-
beispiel sind mehr als zwei Reinigungssubstanzen
in dem Reinigungssubstanzbehalter 250 gespeichert.
In zumindest einem Ausfiihrungsbeispiel ist der Rei-
nigungssubstanzbehalter 250 ausgebildet zum Ab-
geben von unterschiedlichen Reinigungssubstanzen
zu unterschiedlichen Stufen der Reinigung der glei-
chen Oberflache des Substrats. In einigen Ausfiih-
rungsbeispielen ist der Reinigungssubstanzbehélter
250 an zumindest einem oder mehreren Reinigungs-
modulen 220, 230 gekoppelt, um eine oder mehre-
re Reinigungssubstanzen an die Reinigungsmodu-
le abzugeben. In einigen Ausflihrungsbeispielen ist
der Reinigungssubstanzbehalter 250 gekoppelt an
eine Duse, die an dem Halteteil 240 angeordnet ist,
um eine oder mehrere Reinigungssubstanzen auf
das Substrat abzugeben. In zumindest einem Aus-
fuhrungsbeispiel ist der Reinigungssubstanzbehal-
ter 250 weggelassen von der Reinigungsvorrichtung
200 und eine Reinigungssubstanz wird beispielswei-
se Uber eine Rohrleitung von einem externen Spei-
cher dem Gehause 210 zugefiihrt. Die beschriebe-
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ne Anordnung des Reinigungssubstanzbehalters 250
ist ein Beispiel. Andere Anordnungen sind ebenfalls
innerhalb des Umfanges von unterschiedlichen Aus-
fuhrungsbeispielen.

[0030] Die Steuereinheit 260 umfasst einen Com-
puter 262 und eine oder mehrere anwendungsspe-
zifische integrierte Schaltungen (ASICs) 264. In ei-
nigen Ausfiihrungsbeispielen umfasst der Computer
262 zumindest einen Prozessor, einen Speicher, eine
Netzwerkschnittstelle, eine Speichereinheit, eine Ein-
gabe/Ausgabe(l/O)-Einrichtung oder andere Verbin-
dungskommunikationsmechanismen. Der Speicher
umfasst in einigen Ausflihrungsbeispielen einen Zu-
fallszugriffsspeicher (RAM) und/oder andere dynami-
sche Speichereinrichtungen und/oder nur-Lesespei-
cher (ROM) und/oder andere statische Speicherein-
richtungen. Der Speicher wird in einigen Ausfih-
rungsbeispielen genutzt zum Speichern von tempo-
raren Variablen oder anderen Zwischeninformatio-
nen wahrend der Ausflihrung von Anweisungen, die
durch den Prozessor auszuflihren sind. In einigen
Ausfuhrungsbeispielen ist die Speichereinrichtung,
wie beispielsweise eine Magnetscheibe oder eine op-
tische Scheibe, ausgebildet zum Speichern von Da-
ten und/oder Anweisungen. Die I/O Einrichtung um-
fasst eine Eingabeeinrichtung, eine Ausgabeeinrich-
tung und/oder eine kombinierte Eingabe/Ausgabe-
einrichtung zum Ermoglichen von Nutzerwechselwir-
kungen. Beispielsweise ist ein Touchscreen 266 an
der Vorderwand 212 des Gehauses 210 bereitgestellt
und ausgebildet als eine Nutzerschnittstelle fir I/O
Aktionen mit dem Computer 262 und/oder der ASIC
264. In einem anderen Beispiel ist eine Kamera (nicht
gezeigt) in dem oberen Abschnitt 216 des Gehau-
ses 210 bereitgestellt und ist auf das Halteteil 240
ausgerichtet, um ein oder mehrere Bilder des Sub-
strats zu nehmen und an den Computer 262 und/
oder der ASIC 264 zu tGbermitteln. Der Computer 262
und/oder die ASIC 264 sind ausgebildet zum Analy-
sieren der genommen Bilder, um zu bestimmen, ob
das Substrat zu reinigen ist, oder ein anderer Rei-
nigungsprozess mit der gleichen oder unterschiedli-
chen Parametern auszufihren ist. Andere Arten von
I/O Einrichtungen wie beispielsweise Mause, Tas-
taturen und ahnliche 1/0Os sind innerhalb des Um-
fanges von unterschiedlichen Ausfiihrungsbeispie-
len. In einigen Ausfiihrungsbeispielen definiert die
ASIC 264 eine Schnittstelle zwischen dem Compu-
ter 262 und anderen Komponenten der Reinigungs-
vorrichtung 200 wie beispielsweise den Reinigungs-
modulen 220, 230, des Halteteils 240 und des Rei-
nigungssubstanzbehalters 250. In zumindest einem
Ausfiihrungsbeispiel ist die ASIC 264 ein alleinste-
hender Controller von zumindest einer Komponente
der Reinigungsvorrichtung 200. In zumindest einem
Ausflhrungsbeispiel ist der Computer 262 und/oder
die ASIC 264 weggelassen von der Reinigungsvor-
richtung 200 und/oder wird auRerhalb des Gehauses
bereitgestellt. Die beschriebene Anordnung der Steu-
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ereinrichtung 260 ist nur ein Beispiel. Andere Anord-
nungen sind ebenfalls innerhalb des Umfanges un-
terschiedlicher Ausfuhrungsbeispiele.

[0031] Die Ventilationseinrichtung 270 umfasst ein
Geblase 272 und eine Entliftungsleitung 274. Das
Geblase 272 ist auf der oberen Wand 211 angeordnet
und ausgebildet, um einen Luftstrom durch das Ge-
hduse 210 und um die Reinigungsmodule 220, 230
und das Halteteil 240 herum zu erzeugen. Der Luft-
strom entweicht dann aus dem Geh&use 210 Uber
die Entliftungsleitung 274. Der Luftstrom verbleibt
im Inneren des Gehduses 210 unter einem Druck
und bewegt Verunreinigungen weg von dem Sub-
strat, welches dadurch gereinigt wird. In zumindest ei-
nem Ausflhrungsbeispiel entfernt der Luftstrom Ga-
se und/oder Gerliche von einer oder mehreren Sub-
stanzen, die in dem Reinigungssubstanzaufbewah-
rungsbehalter 250 des Gehauses 210 aufbewahrt
werden. In der spezifischen Konfiguration, wie sie in
den Fig. 2A bis Fig. 2B entsprechend zu einigen Aus-
fihrungsbeispielen gezeigt sind, sind die Reinigungs-
module 220, 230 und das Halteteil 240 stromaufwarts
von dem Reinigungssubstanzbehalter 250 angeord-
net, um Gase von den Reinigungssubstanzen davon
abzuhalten, dass sie unerwinschterweise die Reini-
gungsmodule 220, 230 und/oder das zu reinigende
Substrat erreichen. In zumindest einem Ausfiihrungs-
beispiel ist die Ventilationseinrichtung 270 nicht in
der Reinigungsvorrichtung 200 ausgebildet. Die be-
schriebene Anordnung der Ventilationseinrichtung ist
nur ein Beispiel. Andere Anordnungen sind ebenfalls
im Umfang von anderen Ausflihrungsbeispielen ent-
halten.

[0032] Die Fig. 3A ist eine schematische Perspek-
tivansicht von oben, vorne und rechts des Reini-
gungsmoduls 300 und die Fig. 3B ist eine schemati-
sche Perspektivansicht von oben, hinten und rechts
des Reinigungsmoduls 300 gemal einigen Ausfiih-
rungsbeispielen. In einigen Ausflihrungsbeispielen
entspricht das Reinigungsmodul 300 einem der Rei-
nigungsmodule 220, 230 der Reinigungsvorrichtung
200.

[0033] Das Reinigungsmodul 300 umfasst ein Ge-
hause 310. Das Gehause 310 ist als eine Box ge-
formt und hat eine obere Wand 311, eine Vorderwand
312, eine Rickwand 313, eine rechte Wand 314, ei-
ne linke Wand 315 und eine untere Wand 316. Zu-
mindest eine der Wande des Gehauses 310 hat ei-
ne Tur, die derart angeordnet ist, dass ein Nutzer
oder eine Ausristung Zugang zu einen oder mehre-
ren Komponenten innerhalb des Gehauses 310 er-
langt. Beispielsweise kann die vordere Wand 312
eine Tur definieren, die an der linken Wand 315
durch ein Scharnier 317 befestigt ist. Die obere Wand
311 hat eine Anordnung (nicht gezeigt), die ausge-
bildet ist zum Anbringen des Reinigungsmoduls 300
an eine Halterung wie beispielsweise der Rahmen
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oder die Schienenanordnung 218, wie sie in Bezug
auf die Fig. 2A-Fig. 2B beschrieben wurde. Die be-
schriebene Anordnung des Gehduses 310 ist ein Bei-
spiel. Andere Anordnungen sind ebenfalls innerhalb
des Umfanges von unterschiedlichen Ausfihrungs-
beispielen.

[0034] Das Reinigungsmodul 300 umfasst weiter ein
Basiselement 320, welches in der Mitte des Gehau-
ses 310 angeordnet ist, und zwar zwischen der vor-
deren Wand 312 und der Riickwand 313. In der spezi-
fischen Konfiguration, wie sie in den Fig. 3A-Fig. 3B
gezeigt ist, ist das Basiselement 320 eine Platine. An-
dere Konfigurationen fiir das Basiselement 320 sind
ebenfalls innerhalb des Umfanges unterschiedlicher
Ausfiihrungsbeispiele.

[0035] Eine vordere Seite des Basiselementes 320
ist am besten in der Fig. 3A zu sehen. Eine Wisch-
band-Abrollspule 322 und eine Wischband-Aufroll-
spule 324 sind drehbar an der Vorderseite des Basis-
elementes 320 angeordnet. In der besonderen Kon-
figuration der Fig. 3A ist die Wischband-Abrollspu-
le 322 und die Wischband-Aufrollspule 324 drehbar
um eine gemeinsame Drehachse gehalten. Ein Rei-
nigungskopf 326 und eine oder mehrere Fiihrungs-
rollen 328 sind ebenfalls an der Vorderseite des Ba-
siselementes 320 befestigt. Ein Wischband 330 wird
kontinuierlich von der Wischband-Abrollspule 322
Uber eine oder mehrere Fihrungsrollen 328 um den
Reinigungskopf 326 und dann zu der Wischband-Auf-
rollspule 324 gefuhrt. Ein Abschnitt des Wischbandes
330 ist um den Reinigungskopf 326 herum gefihrt
und wird genutzt zum Reinigen eines Substrats, wie
es hierin beschrieben ist. Ein Trennelement 332 wie
beispielsweise eine Scheibe ist zwischen der Wisch-
band-Abrollspule 322 und der Wischband-Aufrollspu-
le 324 bereitgestellt, um das Wischband 330, welches
genutzt wird zum Reinigen des Substrats und auf die
Wischband-Aufrollspule 324 aufgewickelt wird, da-
von abzuhalten, das saubere Wischband 330 auf der
Wischband-Abrollspule 322 zu verschmutzen.

[0036] Eine Riickseite des Basiselementes 320 ist
am besten in der Fig. 3B zu sehen. Ein querlaufendes
Element 333 ist an der Riickseite des Basiselemen-
tes 320 befestigt. Erste Gleitelemente 334 sind an
gegeniberliegenden Enden des querlaufenden Ele-
mentes 333 angeordnet. Zweite Gleitelemente 336
wie beispielsweise angehobene Flhrungen sind an
inneren Flachen der rechten Wand 314 und der lin-
ken Wand 315 bereitgestellt und greifen gleitend in
die entsprechenden ersten Gleitelemente 334 ein. In
einigen Ausfiihrungsbeispielen umfassen die zweiten
Gleitelemente 336 Schlitze, die in inneren Oberfla-
chen der rechten Wand 314 und der linken Wand 315
gebildet sind. Die gleitende Kopplung zwischen den
zweiten Gleitelementen 336 auf der rechten Wand
314 und der linken Wand 315 in dem Gehause 310
und die ersten Gleitelemente 334, die durch das Ba-
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siselement 320 gehalten werden, erlauben es dem
Basiselement 320 in die Z-Richtung relativ zum Ge-
hause 310 bewegt zu werden. Ein Antriebselement
338 ist an dem Basiselement 320 und dem Gehau-
se 310 befestigt, um das Basiselement 320 in die Z-
Richtung relativ zu dem Gehause 310 zu bewegen.
Beispielsweise umfasst das Antriebselement 338 ei-
nen Motor, einen Luftzylinder oder ahnliche Aktuato-
ren, ist jedoch nicht darauf beschrankt. Ein Drucksen-
sor 340 ist ebenfalls an der Riickseite des Basisele-
mentes 320 befestigt. Die beschriebene Anordnung
des Basiselementes 320 und die Komponenten, die
daran befestigt sind, sind ein Beispiel. Andere Anord-
nungen von unterschiedlichen Komponenten in dem
Gehause 310 sind ebenfalls innerhalb des Umfanges
unterschiedliche Ausfiihrungsbeispiele.

[0037] In der Fig. 3C ist eine schematische Riickan-
sicht von einigen Komponenten des Reinigungsmo-
duls entsprechend zu einigen Ausflihrungsbeispie-
len. Die Fig. 3C zeigt die Riickansicht des Basisele-
mentes 320, auf welche der Drucksensor 340 befes-
tigt ist. Das Basiselement 320 halt weiter eine Dreh-
welle 342, die eine Haltestruktur zum drehbaren Hal-
ten der Wischband-Aufrollspule 324 und der Wisch-
band-Abrollspule 322 definiert. Die Drehwelle 342 de-
finiert eine gemeinsame Drehachse fiir die Wisch-
band-Aufspulrolle 324 und die Wischband-Abspulrol-
le 322. In einigen Ausfiihrungsbeispielen umfasst die
Drehachse 342 zwei Abschnitte (nicht gezeigt), wo-
bei jede drehbar eine entsprechende der Wischband-
Abrollspule 322 und der Wischband-Aufrollspule 324
halt, und die Abschnitte der Drehwelle 342 durch das
Trennelement 332, welches dazwischen befestigt ist,
getrennt sind.

[0038] Ein Wischbandzuflihrer 344 ist an dem Ba-
siselement 320 befestigt, um die Wischband-Abroll-
spule 322 anzutreiben, um eine Lange von frischem
Wischband 330 zum Reinigen eines Substrats, wie
es hierin beschrieben wurde, zuzufiihren und/oder
die Wischband-Aufrollspule 324 anzutreiben, um ei-
ne Lange des genutzten Wischbandes 330 aufzuspu-
len. In einer Beispielkonfiguration umfasst der Wisch-
bandzufiihrer 344 zumindest einen Motor. In zumin-
dest einem Ausflihrungsbeispiel umfasst der Wisch-
bandzufliihrer 344 zwei Motoren, die ausgebildet sind,
um unabhangig die Wischband-Abrollspule 322 und
die Wischband-Aufrollspule 324 anzutreiben. In zu-
mindest einem Ausfiihrungsbeispiel ist eine Ubertra-
gungsanordnung wie beispielsweise eine oder meh-
rere Getrieberader bereitgestellt, um die Antriebskraft
des Wischbandzufiihrers 344 an die Wischband-Ab-
rollspule 322 und/oder die Wischband-Aufrollspule
324 zu Ubertragen.

[0039] Der Reinigungskopf 326 ist drehbar an ei-
ner Drehwelle 346 befestigt. Die Drehwelle 346 wird
Uber eine Feder 348 durch das Basiselement 320 ge-
halten. In einer Beispielkonfiguration, wie sie in der
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Fig. 3C gezeigt ist, hat die Feder 348 ein erstes En-
de 350, welches mit einem ersten Verbindungsele-
ment 352 verbunden ist, an welchem die Drehwelle
346 des Reinigungskopfes 326 drehbar gehalten ist.
Ein zweites Ende 354 der Feder 348 ist an dem Ba-
siselement 320 befestigt und ist verbunden mit dem
zweiten Verbindungselement 356. Der Drucksensor
340 hat ein Sensorende 358, welches das zweite Ver-
bindungselement 356 berthrt. Der Drucksensor 340
ist ausgebildet, um einen Druck P, der durch den
Reinigungskopf 326 auf dem Substrat 360 ausgeubt
wird, um durch den Reinigungskopf 326 gereinigt zu
werden, zu detektieren. In zumindest einem Ausfih-
rungsbeispiel wird das Substrat 360 auf einer Halte-
rung gehalten, wie sie beispielsweise das Halteteil
342 ist, welches in Bezug auf die Fig. 2A-Fig. 2B be-
schrieben wurde.

[0040] Der Drucksensor 340 stellt eine Druckriick-
kopplung flir eine Steuereinheit bereit, wie beispiels-
weise die Steuereinheit 260, wie sie in der Fig. 2A
beschrieben wurde. Wenn der Druck P, der durch den
Drucksensor 340 detektiert wurde, groRer ist als ein
vorbestimmter Schwellwert oder eines Bereiches, be-
wirkt die Steuereinheit 260, dass der Druckkopf 326
und das Substrat 360 sich voneinander in die Z-Rich-
tung wegbewegen, um zu verhindern, oder zumin-
dest um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass
Schaden an dem Substrat 360 in Folge des hohen
Druckes P entstehen. Wenn der Druck P, der durch
den Drucksensor 340 detektiert wurde, geringer ist
als ein vorbestimmter Schwellwert oder eines Berei-
ches, bewirkt die Steuereinheit 260, dass der Rei-
nigungskopf 326 und das Substrat 360 sich in die
Z-Richtung aufeinander zubewegen, um die Reini-
gungseffizienz zu erhdhen, die wahrscheinlich unzu-
reichend ist in Folge des geringen Druckes P. In zu-
mindest einem Ausfiihrungsbeispiel wird eine relative
Bewegung des Reinigungskopfes 326 und des Sub-
strats 360 in der Z-Richtung durch den Treiber 338
bewirkt, welcher das Basiselement 320 mit dem dar-
auf befestigten Reinigungskopf 326 senkt oder an-
hebt. In zumindest einem Ausflhrungsbeispiel wird
die relative Bewegung des Reinigungskopfes 326
und des Substrats 360 in der Z-Richtung durch eine
Z-Richtungsbewegung des Halteteils 240 erreicht. In
zumindest einem Ausfiihrungsbeispiel wird die rela-
tive Bewegung des Reinigungskopfes 326 und des
Substrats 360 in der Z-Richtung durch den Treiber
338 und des Halteteils 240 bewirkt. Die Feder 348
ist ausgebildet, um kleine Fluktuationen des Druckes
P zu absorbieren, ohne die Steuereinheit 260 dazu
zu veranlassen, dass sich der Reinigungskopf 326
und das Substrat 360 aufeinander zu oder vonein-
ander weg bewegen. Beispielsweise, wenn der Rei-
nigungskopf 326 in Kontakt gerat mit einem Reini-
gungsgebiet des Substrats 360 und wenn der Reini-
gungskopf 326 in Kontakt gerat mit einem Gebiet mit
Klebresten auf dem Substrat 360, variiert der Druck
P geringfiigig und die Feder 348 absorbiert solch
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eine Variation. Beispiele fur den Drucksensor 340
umfassen, sind jedoch nicht darauf beschrankt, ei-
nen piezo-resistiven Sensor, einen kapazitiven Sen-
sor, einen elektromagnetischen Sensor, einen pie-
zo-elektrischen Sensor, einen optischen Sensor, ei-
nen potentiometrischen Sensor. Die beschriebene
Druckriickkopplungssteuerung ist ein Beispiel. Ande-
re Anordnungen fur Druckrickkopplungseinrichtun-
gen sind ebenfalls innerhalb des Umfanges von un-
terschiedlichen Ausfiihrungsbeispielen.

[0041] Die Fig. 3D ist eine schematische Vorderan-
sicht von einem oder mehreren Komponenten des
Reinigungsmoduls 300 gemaR einiger Ausfiihrungs-
beispiele. Die Fig. 3D zeigt eine Vorderansicht des
Basiselementes 320. Wie hierin in Bezug auf die
Fig. 3D beschrieben und in der Fig. 3D gezeigt ist,
wird das Wischband 330 kontinuierlich entlang ei-
nes Wischbandpfades von der Wischband-Aufroll-
spule 324, liber eine Anzahl von Fiihrungsrollen 328,
Uber einen Abschnitt des Reinigungskopfes 326, tiber
eine Anzahl von weiteren Flhrungsrollen 328 und
dann zurlick zur Wischband-Aufrollspule 324 gefiihrt.
Die Anzahl und/oder Anordnung der FUhrungsrollen
328 und/oder die Lange und Gestalt des Wischband-
pfades, welches in der Fig. 3D gezeigt ist, sind Bei-
spiele. Andere Anordnungen fiir das Wischband 330
sind ebenfalls innerhalb des Umfanges unterschied-
liche Ausflihrungsbeispiele.

[0042] In zumindest einem Ausfiihrungsbeispiel um-
fasst das Wischband 330 ein absorbierendes, che-
misch widerstandsfahiges Material mit einer Stau-
bauffangfahigkeiten. Die Absorptionsfahigkeit und
der chemische Widerstand des Wischbandes 330
erlauben es dem Wischband 330 eine Reinigungs-
substanz zu tragen, wie beispielsweise ein Losungs-
mittel, um von dem Substrat 360 ein Material (zum
Beispiel ein Kleber) zu entfernen, wie es hierin be-
schrieben ist. Die Staubeinfangfahigkeit des Wisch-
bandes 330 erlaubt es dem Wischband 330 Verunrei-
nigungen wie beispielsweise Staub oder Reaktions-
produkte zwischen dem zu reinigenden Substrat und
dem Material einzufangen. Beispielsweise kann das
Wischband 330 Wischer umfassen, die genutzt wer-
den zum Reinigen von flachen Bildschirmen wie bei-
spielsweise Fernseher oder Monitore oder zum Rei-
nigen von anderen Arten von Glasplatten, sie sind je-
doch nicht darauf begrenzt. In einigen Ausfiihrungs-
beispielen umfasst das Wischband 330 ein Band von
gewebtem Material mit 75% Polyester und 25% Ny-
lon, wie es identifiziert wird durch CRW200 Webartige
Wischer, die verfugbar sind unter dem Markennamen
CRYSTALWIPER®. In einigen Ausflihrungsbeispie-
len umfasst das Wischband 330 ein Band von geweb-
ten oder gestricktem Material einschliellich Trenn-
garn oder Fasern, die verflgbar sind unter dem Mar-
kennamen SAVINA®MX. In einigen Ausflihrungsbei-
spielen ist eine Breite des Wischbandes 330 kleiner
als eine Breite des Substrats 360, wobei die vollstan-
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dige Oberflache des Substrats 360 durch eine Be-
wegung des Reinigungsmoduls 300 Uber das Sub-
strat 360 in mehreren parallelen Linien gereinigt wird.
In einigen Ausflihrungsbeispielen ist die Breite des
Wischbandes 330 gleich oder gréRRer der Breite des
Substrats 360, wobei die vollstdndige Oberflache des
Substrats 360 durch eine Bewegung des Reinigungs-
moduls 300 uUber das Substrat 330 in einer einzigen
Linie gereinigt wird.

[0043] Zumindest eine Dise ist entlang des Wisch-
bandpfades und stromaufwarts von dem Reinigungs-
kopf 326 angeordnet. In der spezifischen Ausfiih-
rung, wie sie in Fig. 3D gezeigt ist, sind zwei DU-
sen 362, 264 an dem Basiselement 320 stromauf-
warts des Reinigungskopfes 326 befestigt und sind
ausgebildet, um zumindest eine Reinigungssubstanz
auf einem Abschnitt des Wischbandes 330, der den
Dusen 362, 364 zugewandt ist, abzugeben. Der Ab-
schnitt des Wischbandes 330 mit der Reinigungssub-
stanz, die darauf verteilt ist, wird dann iber dem Rei-
nigungskopf 326 gefihrt, um das Substrat 360 mit
der chemischen Reaktion der Reinigungssubstanz
und der mechanischen Wirkung des Wischbandes
330, wie es hierin beschrieben wird, zu reinigen. Um
Klebreste von einer Photomaske zu entfernen, um-
fasst die beispielhafte Reinigungssubstanz Ethanol,
HP-Verdinner, NGC04, ist jedoch nicht darauf be-
schrankt. Die Anordnung und/oder die Anzahl von
Dusen, wie sie in der Fig. 3D gezeigt sind, sind Bei-
spiele. Andere Anordnungen flr das Zufihren von zu-
mindest einer Reinigungssubstanz zu einem Materi-
al, welches zu entfernen ist von dem Substrat 360,
sind ebenfalls innerhalb des Umfanges von verschie-
denen Ausfiihrungsbeispielen. Zum Beispiel kdnnen
in zumindest einem Ausfiihrungsbeispiel die Disen
362, 364 von dem Reinigungsmodul 300 weggelas-
sen werden und eine oder mehrere Reinigungssub-
stanzen kdnnen direkt auf das Substrat 360 aufge-
bracht werden.

[0044] Der Reinigungskopf 326 ist drehbar um ei-
ne Drehwelle 346 (Fig. 3C). Die Drehwelle 346 ist
in eine Richtung senkrecht zu der Richtung orien-
tiert, in welcher das Reinigungsmodul 300 relativ
zu dem Substrat 360 zu bewegen ist. Zum Beispiel
sind in der spezifischen Konfiguration, wie sie in den
Fig. 3C-Fig. 3D gezeigt sind, die Drehwelle 346 in
der X-Richtung orientiert, die senkrecht ist zu der Z-
Richtung, in welcher das Reinigungsmodul 300 rela-
tiv zu dem Substrat 360 zu bewegen ist. In zumin-
dest einem Ausfiihrungsbeispiel wird der Reinigungs-
kopf 326 durch eine Bewegung des Wischbandes
330 zwischen der Wischband-Abrollspule 322 und
der Wischband-Aufrollspule 324 gedreht. Zum Bei-
spiel wird, wenn eine Lange des Wischbandes 330
von der Wischband-Abrollspule 322 zugefiihrt wird
und eine andere Lange des Wischbandes 330 auf die
Wischband-Aufrollspule 324 aufgewickelt wird, der
Reinigungskopf 326 durch die Bewegung des Wisch-
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bandes 330 entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht.
In zumindest einem Ausflhrungsbeispiel wird eine
Lange des Wischbandes 330 wiederholt von und an-
schlieBend zurlickgewickelt auf die Wischband-Ab-
rollspule 322 gewickelt, wahrend eine andere Lan-
ge des Wischbandes 330 wiederholt auf die Wisch-
band-Aufspulrolle 324 gewickelt und davon abgewi-
ckelt wird. Daher wird der Reinigungskopf 326 vor-
und zuriickgedreht, sowohl entgegen dem Uhrzeiger-
sinn als auch im Uhrzeigersinn, wie es durch den
Pfeil R in der Fig. 3D gezeigt ist. In zumindest einem
Ausflihrungsbeispiel wird der Reinigungskopf 326 ak-
tiv durch einen Treiber, wie beispielsweise ein Mo-
tor (nicht gezeigt), angetrieben. In zumindest einem
Ausfihrungsbeispiel ist der Reinigungskopf 326 nicht
drehbar.

[0045] Der Reinigungskopf 326 ist ausgebildet, um
einen Abschnitt des Wischbandes 330, der tber den
Reinigungskopf 326 gefiihrt wird, in Kontakt mit dem
Substrat 360 wahrend einer relativen Bewegung zwi-
schen dem Reinigungskopf 326 und dem Substrat
360 zu bringen. In zumindest einem Ausfihrungsbei-
spiel umfasst die relative Bewegung eine Translati-
onsbewegung T des Substrats 360 relativ zu dem
Reinigungskopf 326 als auch eine Drehbewegung
R des Reinigungskopfes 326 um die Drehwelle 346
(Fig. 3C). In zumindest einem Ausfiihrungsbeispiel
umfasst die Relativbewegung entweder die Transla-
tionsbewegung T oder die Rotationsbewegung R. In
einigen Ausfiihrungsbeispielen ist die Drehbewegung
R und/oder die Translationsbewegung T nur in ei-
ner Richtung vorhanden. In einigen Ausfiihrungsbei-
spielen wahlt die Steuereinheit 260 die Art und/oder
Geschwindigkeit der Relativbewegung, die zwischen
dem Reinigungskopf 326 und dem Substrat 360 aus-
zufiihren ist, basierend auf unterschiedlichen Fak-
toren aus, die, ohne dass sie darauf eingeschrankt
sind, Folgendes umfassen: die Art, Dicke, Gebiet des
Materials, welches zu entfernen ist. Zum Reinigen ei-
ner leicht verunreinigten Region in einem kleinen Be-
reich und/oder Dicke von Klebresten bewirkt die Steu-
ereinheit 260 beispielsweise gemal einigen Ausfih-
rungsbeispielen eine unidirektionale Translationsbe-
wegung T zwischen dem Reinigungskopf 326 und
dem Substrat 360, wahrend der Reinigungskopf 326
rotiert, um die verschmutzte Region durch ein ein-
maliges Passieren zu reinigen. Zum Reinigen eines
starker verschmutzten Gebietes mit einer groRReren
Flache und/oder Dicke von Klebresten bewirkt die
Steuereinheit 260 in einigen Ausflihrungsbeispielen
die auszufthrende Translationsbewegung T mit ei-
ner geringeren Geschwindigkeit auszufiihren und die
Drehbewegung R des Reinigungskopfes 326 mit ei-
ner hdheren Geschwindigkeit auszuflihren, um eine
Reinigungswirkung des Wischbandes 330 auf dem
Substrat 360 zu erhbéhen. Zum Reinigen eines stark
verschmutzten Gebietes in einem noch gréReren Ge-
biet und/oder Dicke von Klebresten, ist die Steuer-
einheit 260 gemal einigen Ausfluhrungsbeispielen
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ausgebildet, die Translationsbewegung T anzuhalten
und eine bidirektionale Drehbewegung R des Reini-
gungskopfes 326 auszufilhren, um einen Abschnitt
des verschmutzten Gebietes zu einer Zeit zu reini-
gen. Wenn ein Abschnitt des verschmutzten Gebie-
tes gereinigt ist, bewirkt die Steuereinheit 260 ei-
ne geringe Translationsbewegung T, um den Reini-
gungskopf 326 zu dem nachsten Abschnitt des ver-
schmutzten Gebietes weiter zu bewegen, wobei die
Translationsbewegung T wiederum anhalt und eine
bidirektionale Rotationsbewegung R des Reinigungs-
kopfes 326 erneut ausgefiihrt wird, um den nachsten
Abschnitt zu reinigen.

[0046] In einigen Ausfiihrungsbeispielen wird die
Reinigungswirkung durch eine Steuerung in Bezug
auf die Reinigungssubstanz, die auf dem Wischband
330 verteilt ist, weiter verbessert. In zumindest ei-
nem Ausflhrungsbeispiel wird eine Reinigungssub-
stanz kontinuierlich auf dem Wischband 330 wahrend
der Reinigungsoperation aufgebracht. In zumindest
einem Ausfuhrungsbeispiel wird die Reinigungssub-
stanz unterbrochen auf dem Wischband 330 wah-
rend der Reinigungsoperation aufgebracht. In zumin-
dest einem Ausfiihrungsbeispiel, zum Reinigen ei-
nes stark verschmutzten Gebietes, wird die Menge
an Reinigungssubstanz, die auf dem Wischband 330
aufgebracht wird, erhdéht und/oder das Reinigungs-
mittel wird in einer hohen Frequenz aufgebracht und/
oder mehrere unterschiedliche Reinigungsmittel wer-
den nacheinander oder gleichzeitig auf das Wisch-
band 330 aufgebracht. In einigen Ausfiihrungsbei-
spielen werden unterschiedliche Reinigungsmittel auf
das Wischband 330 wahrend unterschiedlichen Pas-
sierungen des Reinigungskopfes 326 (ber ein ver-
schmutztes Gebiet aufgebracht. Zum Beispiel wird,
um Klebreste entlang der Linie 107 auf der Photo-
maske 100 in der Fig. 1B zu entfernen, ein erstes Rei-
nigungsmittel auf dem Wischband 330 aufgebracht,
wenn das Reinigungsmodul 300 in der Y-Richtung
entlang der Linie 107 das erste Mal entlang lauft. Das
erste Reinigungsmittel reagiert mit den Klebresten
oder 16st diese auf und/oder entfernt sie von der Pho-
tomaske 100 und das sich bewegende Wischband
330 tragt die Produkte der Reaktion und/oder der ent-
fernten Klebreste und/oder anderen Arten von Verun-
reinigungen weg von der Photomaske 100. Bei einem
zweiten Passieren wird eine zweite Reinigungssub-
stanz auf das Wischband 330 aufgebracht, wenn das
Reinigungsmodul 300 wieder in die Y-Richtung ent-
lang der Linien 107 sich bewegt, um noch verbliebe-
ne Verunreinigungen auf der Photomaske 100 nach
dem ersten Passieren zu entfernen. Die beschriebe-
ne Reinigungsoperation stellt ein Beispiel dar. Ande-
re Reinigungsoperationen mit unterschiedlichen Ein-
stellungen beziglich der Art, Richtung, Anzahl und
Geschwindigkeit der Bewegung und/oder der Art,
Umfang und Aufbringungsfrequenz des Reinigungs-
mittels und/oder &hnlichen Faktoren sind ebenfalls
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innerhalb des Umfanges von unterschiedlichen Aus-
fuhrungsbeispielen.

[0047] Fig. 3E ist eine schematische Darstellung von
einer Perspektive von oben, vorne und rechts eines
unteren Abschnittes der Reinigungsmoduls 300, die
Fig. 3F ist eine schematische Perspektivansicht ei-
ner unteren Wand 316 des Gehduses 310 des Rei-
nigungsmoduls 300 und die Fig. 3G ist eine sche-
matische Vorderansicht von einigen Komponenten in
dem unteren Abschnitt des Reinigungsmoduls 300
gemal einigen Ausflihrungsbeispiele. Wie es in den
Fig. 3E-Fig. 3G zu sehen ist, hat die untere Wand
316 des Gehauses 310 einen Schlitz 366 entspre-
chend zu dem Reinigungskopf 326. Wie es am bes-
ten in der Fig. 3G zu sehen ist, hat der Reinigungs-
kopf 326 einen unteren Abschnitt 368, Giber welchem
das Wischband 330 gefiihrt wird und welches nach
aulen aus dem Gehéause 310 durch den Schlitz 360
hervorsteht, um das Wischband 330 in Kontakt mit
dem Substrat 360 zu bringen. Das Reinigungsmodul
300 umfasst weiter eine Absaugeinrichtung 370, die
ausgebildet ist zum Erzeugen eines negativen Dru-
ckes innerhalb des Gehauses 310 (im Vergleich zu
einem Druck auflerhalb des Gehauses 310). Wah-
rend der Reinigungsoperation werden Verunreinigun-
gen C, die durch den Leitungsabschnitt erzeugt wer-
den, durch den negativen Druck in das Gehause
310 Uber die Schlitze 366 hineingesaugt. Als Resul-
tat werden die Verunreinigungen C davon abgehal-
ten, erneut an der gereinigten Oberflache des Sub-
strats 360 zu kleben. Die Verunreinigungen C, die
in das Gehause 310 gesaugt werden, werden weiter
durch eine separate Rohrleitung nach aul3en abgelei-
tet. In einigen Ausflhrungsbeispielen ist die Absaug-
einrichtung 370 in dem Geh&use 310 angeordnet. In
einigen Ausflhrungsbeispielen ist die Absaugeinrich-
tung 370 auRerhalb des Gehduses 310 angeordnet
und koppelt mit dem Inneren des Gehduses 310 Uber
eine Leitung 372, um den negativen Druck in dem
Gehause 310 zu erzeugen. In einigen Ausfiihrungs-
beispielen fliet ein Luftstrom F, wie beispielsweise
der Luftstrom, der durch die Ventilationseinrichtung
270 erzeug wird, wie sie im Zusammenhang mit den
Fig. 2A-Fig. 2B beschrieben wurde, um das Reini-
gungsmodul 300 und das Substrat 360 herum und
tragt weiter zu der Bewegung der Verunreinigungen
Cin das Gehéause 310 liber die Schlitze 366 und/oder
weg von der Region des zu reinigenden Substrats
360 bei. Die beschriebene Anordnung zum Entfernen
von Verunreinigungen von dem zu reinigenden Sub-
strat stellt ein Beispiel dar. Andere Anordnungen zum
Entfernen von Verunreinigungen sind ebenfalls inner-
halb des Umfanges von verschiedenen Ausflihrungs-
beispielen.

[0048] Fig. 4 ist eine schematische Darstellung einer
Perspektive von oben, vorne, und rechts eines Rei-
nigungsmoduls 400 gemaR einigen Ausfiihrungsbei-
spielen. Ein Unterschied zwischen dem Reinigungs-
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modul 400 und dem Reinigungsmodul 300, wie es be-
schrieben wurde, ist dass das Reinigungsmodul 400
fur eine Drehung um eine Drehachse 401, die in der
Z-Richtung orientiert ist, ausgebildet. In zumindest ei-
nem Ausfuhrungsbeispiel sind beide Reinigungsmo-
dule 220, 230, die in Bezug auf die Fig. 2A-Fig. 2B
beschrieben wurden, ersetzt durch ein einziges Rei-
nigungsmodul 400. In zumindest einem Ausfihrungs-
beispiel ist jedes der Reinigungsmodule 220, 230
durch ein Reinigungsmodul 400 ersetzt. In zumin-
dest einem Ausfiihrungsbeispiel, wo das Reinigungs-
modul 400 eine oder beide Reinigungsmodule 220,
230 ersetzt, ist die Drehachse 401 gekoppelt an den
Rahmen oder die Schienenanordnung 218, um das
Reinigungsmodul 400 oberhalb eines zu reinigenden
Substrats, dass auf dem Halteteil 240 gehalten wird,
zu tragen. Das Reinigungsmodul 400 wird dann ge-
nutzt zum Reinigen des Substrats, wie beispielswei-
se der Photomaske 100, wie sie in Bezug auf die
Fig. 1B beschrieben wurde, und zwar in der X-Rich-
tung oder der Y-Richtung. Zum Beispiel wird das Rei-
nigungsmodul 400 relativ zu der Photomaske 100 in
die Y-Richtung bewegt, um entlang der Linie 107 ei-
ne Reinigung von Kleberesten vorzunehmen. An dem
Schnittpunkt der Linie 107 und der nachsten Linie
108 ist das Reinigungsmodul 400 drehbar um die
Drehachse 401, um den Reinigungskopf 326 entlang
der nachsten zu reinigenden Linie 108 auszurichten.
In zumindest einem Ausfiihrungsbeispiel wird unter
Nutzung eines neigbaren Reinigungsmoduls 400 die
Anzahl von Reinigungsmodulen in der Reinigungs-
vorrichtung reduziert. In zumindest einem Ausflh-
rungsbeispiel wird durch Verwendung des neigba-
ren Reinigungsmodules 400 die Reinigungsoperati-
on in unterschiedlichen Richtungen ausfiihrbar, die
anders sind als die X- und Y-Richtung und/oder ent-
lang von Linien mit unterschiedlichen Formen, die
sich von geraden Linien unterscheiden. Die beschrie-
bene Anordnung der Neigung des Reinigungsmoduls
400 stellt ein Beispiel dar. Andere Anordnungen sind
ebenfalls innerhalb des Umfanges von verschiede-
nen Ausfihrungsbeispielen.

[0049] Die Fig. 5 ist eine schematische Darstellung
aus einer Perspektivansicht von oben, vorne und
rechts von einigen Komponenten eines Reinigungs-
moduls 500 gemal einigen Ausflihrungsbeispielen.
Ein Unterschied zwischen dem Reinigungsmodul 500
und dem Reinigungsmodul 300, welches hierin be-
schrieben wurde, besteht darin, dass in dem Reini-
gungsmodul 500 das die Wischbandaufrollspule 324
und die Wischband-Abrollspule drehbar um zwei ent-
sprechenden parallelen Drehachsen 542, 544 ange-
ordnet sind. In zumindest einem Ausfiihrungsbeispiel
ist die Operation des Reinigungsmoduls 500 ahnlich
zu der von dem Reinigungsmodul 300. Im Vergleich
zu der Anordnung des Reinigungsmoduls 300, wo die
Drehachsen der Wischband-Abrollspule 322 und der
Wischband-Aufrollspule 324 axial ausgerichtet sind,
beansprucht die parallel Anordnung der Drehachsen
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im Reinigungsmodul 500 ein gréflReres Gebiet auf
dem Basiselement 320, stellt aber einen leichteren
Zugang flr Servicekomponenten des Reinigungsmo-
duls bereit.

[0050] Fig. 6 zeigt eine schematische Riickansicht
der Reinigungsmodule 601, 602 in einem Reini-
gungsapparat gemaf einiger Ausfilhrungsbeispiele.
In zumindest einem Ausfiihrungsbeispiel entspre-
chen die Reinigungsmodule 601, 602 einem oder
mehreren der Reinigungsmodule 220, 230, 300, 400
und 500. Das Reinigungsmodul 601 ist ausgebildet
zum Reinigen einer ersten Oberflache 611 des Sub-
strats 360, wahrend das Reinigungsmodul 602 aus-
gebildet ist zum Reinigen einer zweiten, gegeniber-
liegenden Oberflache 612 des Substrats 360 in einer
Art ahnlich zu jener, wie sie im Zusammenhang mit
den Operationen von einen oder mehreren der Reini-
gungsmodule 220, 230, 300, 400 und 500 beschrie-
ben wurden. In zumindest einem Ausfiihrungsbei-
spiel werden beide Oberflachen 611 und 612 gleich-
zeitig durch die entsprechenden Reinigungsmodule
601, 602 gereinigt. Als ein Resultat wird eine Reini-
gungsgeschwindigkeit erhéht, insbesondere in Situa-
tionen, wo beide Oberflachen des Substrats zu reini-
gen sind.

[0051] Fig. 7 zeigt eine schematische Riickseiten-
ansicht eines Reinigungsmoduls 700 wahrend einer
Reinigungsoperation gemafl einigen Ausfiihrungs-
beispiele. In zumindest einem Ausflihrungsbeispiel
entspricht das Reinigungsmodul 700 einem der Rei-
nigungsmodule 220, 230, 300, 400 und 500. Das
Reinigungsmodul 700 ist ausgebildet zum Reinigen
der ersten Oberflache 611 des Substrats 360, dann
wird das Substrat 360 umgedreht, wie es durch den
Pfeil 701 dargestellt ist, sodass die zweite Oberflache
612 des Substrats 360 daran anschliel3end durch das
Reinigungsmodul 700 gereinigt wird. Zum Beispiel
kann die Umdrehaktion ausgefthrt werden durch ei-
nen Lader, der ausgebildet ist zum Zuflhren und/oder
Herausflhren von zu reinigenden Substraten und/
oder gereinigte Substrate in und/oder aus der Reini-
gungsvorrichtung. Im Vergleich zu der Anordnung mit
zwei Reinigungsmodulen, wie sie in Bezug auf die
Fig. 6 beschrieben wurden, ist die Anordnung gemaf
einigen Ausfiihrungsbeispielen aus der Fig. 7 kom-
pakter.

[0052] Die Fig. 8 zeigt ein schematisches Blockdia-
gramm einer Reinigungsvorrichtung 800 zum Reini-
gen von Photomasken gemal einigen Ausflihrungs-
beispielen. Die Reinigungsvorrichtung 800 umfasst
eine Steuereinheit 860, die mit einem Reinigungs-
modultreiber 861, einem Photomaskenhalter 862, ei-
nem L&sungsmittelbereitsteller 863, 864, einem Rei-
nigungskopftreiber 865, einem Wischbandzufiihrer
866 und einer Absaugeinrichtung 867 koppelt und
diese steuert. Die Steuereinheit 860 koppelt weiter
mit einer Nutzerschnittstelle 868, einem Spannungs-
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sensor 869 und einer Kamera 870 und empfangt Da-
ten und/oder Anweisungen von diesen. In zumindest
einem Ausfuhrungsbeispiel entspricht die Steuerein-
heit 860 der Steuereinheit 260, der Reinigungsmo-
dultreiber 861 entspricht dem Treiber 338, der Pho-
tomaskenhalter 862 entspricht dem Halteteil 240, der
Lésungsmittelbereitsteller 863, 864 entspricht dem
Reinigungsmittelbehalter 250, der Reinigungskopf-
treiber 865 entspricht einem Motor zum aktiven An-
treiben des Reinigungskopfes 326, wie es hierin be-
schrieben wurde, der Wischbandzufiihrer 866 ent-
spricht dem Wischbandzufiihrer 844, die Absaugein-
richtung 867 entspricht der Absaugeinrichtung 370,
die Nutzerschnittstelle 868 entspricht dem Touch-
screen 266 und/oder anderen I/O, die im Zusammen-
hang mit der Steuereinheit 260 beschrieben wurden,
der Spannungssensor 869 entspricht dem Drucksen-
sor 340 und die Kamera 870 entspricht der Kame-
ra zum Uberwachen der Reinigungsqualitat, wie sie
hierin beschrieben wurde.

[0053] Fig. 9 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens 900 zum Reinigen einer Photomaske entspre-
chend zu einigen Ausfiihrungsbeispielen. In zumin-
dest einem Ausflihrungsbeispiel wird das Verfahren
900 durch die Reinigungsvorrichtung 200 und/oder
zumindest einen der Reinigungsmodule 220, 230,
300, 400, 500, 601 und 700 ausgefihrt, um Klebreste
von der Photomaske 100, wie es hierin beschrieben
wurde, zu entfernen.

[0054] Bei der Operation 905 wird das Wischband
von der Abrollspule Uber den Reinigungskopf und
dann auf die Aufrollspule geleitet. Zum Beispiel ist
das Wischband 330 geflhrt von der Wischband-Ab-
rollspule 322, iiber den Reinigungskopf 326 und dann
auf die Wischband-Aufrollspule 324, wie es hierin be-
schrieben wurde.

[0055] Bei der Operation 915, wird ein Abschnitt des
Wischbandes Uber den Reinigungskopf in Kontakt
gebracht mit einem Klebrest auf der Oberflache ei-
ner Photomaske. Zum Beispiel wird ein Abschnitt des
Wischbandes 330 Gber dem Wischkopf 326 und mit
einer darauf verteilten Reinigungssubstanz in Kon-
takt gebracht mit den Klebresten 104 auf der Photo-
maske 100, wie es hierin beschrieben wurde.

[0056] Bei der Operation 925 wird eine relative Be-
wegung zwischen der Photomaske und dem Ab-
schnitt auf dem Wischband erzeugt, um Klebres-
te von der Oberflache der Photomaske zu entfer-
nen. Zum Beispiel werden eine Translationsbewe-
gung T und/oder eine Drehbewegung R zwischen
dem Wischband 330 auf dem Reinigungskopf 326
und der Photomaske erzeugt, um die Klebreste von
der Photomaske, wie es hierin beschrieben wurde,
zu entfernen. In einigen Ausfihrungsbeispielen wer-
den eine oder mehrere Reinigungssubstanzen auf-
gebracht und/oder ein Druck des Reinigungskopfes
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326 wird auf der Photomaske erzeugt und gesteu-
ert und/oder Verunreinigungen, die durch die Reini-
gungsoperation erzeugt werden, werden abgesaugt,
wie es hierin beschrieben wurde.

[0057] Das oben beschriebene Verfahrensausfih-
rungsbeispiel zeigt ein Beispiel von Operationen,
aber es ist nicht notwendigerweise erforderlich, dass
sie in der gezeigten Reihenfolge ausgefuhrt wer-
den. Operationen kénnen ebenfalls hinzugeflgt, er-
setzt, in einer Reihenfolge und/oder eliminiert wer-
den, wenn dies geeignet ist, entsprechend zu dem
Geist und dem Umfang der Ausfiihrungsbeispiele der
Offenbarung. Ausfihrungsbeispiele, die unterschied-
liche Merkmale und/oder unterschiedliche Ausfih-
rungsformen kombinieren sind ebenfalls innerhalb
des Umfanges der Offenbarung, wie es einem Fach-
mann auf diesem Gebiet durch eine Analyse der un-
terschiedlichen Ausfiihrungsformen gelaufig ist.

[0058] In einigen Ausflhrungsbeispielen ist, durch
ein Bereitstellen einer Reinigungsvorrichtung und/
oder eines Reinigungsmoduls unter Nutzung von ei-
nem Wischband, einer automatischen Reinigung ei-
nes Substrats wie einer Photomaske, erreichbar. Als
ein Resultat kann eine manuelle Reinigung von Pho-
tomasken nach einem Abzieh-Prozess vermieden
werden, was Labor- und Zeitressourcen fir das Rei-
nigen von Photomasken spart, wahrend eine Konsis-
tenz von Reinigungseffizienz und Qualitat sicherge-
stellt wird. Im Vergleich zu manuellen Reinigungen
von Photomasken stellt eine Reinigungsvorrichtung
und/oder Reinigungsmodule gemal eines oder meh-
rerer Ausfiihrungsbeispiele eine feste und/oder steu-
erbare Reinigungsbreite und -pfad dar, was zu einer
geringeren Wahrscheinlichkeit fiihrt, dass nicht ent-
fernbare Klebreste auf der Photomaske nach der Rei-
nigungsoperation zurtickbleiben. In einigen Ausfuh-
rungsbeispielen wird ein Druck, der auf die Photo-
maske wahrend der Reinigungsoperation ausgelbt
wird, detektiert und derart gesteuert, dass er in ei-
nem akzeptierbaren Bereich liegt. Als ein Resultat
sind Schaden an der Photomaske, die zu reinigen
ist, vermeidbar, wahrend die Reinigungsperformance
in Folge des stabilen Wischdruckes verbessert wird.
In einigen Ausfiihrungsbeispielen werden Verunreini-
gungen, die durch die Reinigungsoperation erzeugt
werden, von der zu reinigenden Photomaske abge-
saugt. Als ein Resultat wird die Reinigungsqualitat
verbessert, da Verunreinigungen wie beispielswei-
se ein Klebrest und/oder Reinigungssubstanzen sehr
unwahrscheinlich erneut an das gereinigte Substrat
anhaften werden. Einige Ausfuhrungsbeispiele stel-
len ein Multi-Modul- und/oder Multi-Richtungs- und/
oder Mutli-Losungsmittelvorrichtung bereit, in wel-
chen die Reinigungsoperation durch ein Andern von
einem oder mehreren Faktoren steuerbar ist, die Art,
Richtung, Anzahl und Geschwindigkeit der relativen
Reinigungsbewegung zwischen dem Wischband und
der Photomaske als auch die Art, die Menge und
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die Aufbringungshaufigkeit von zumindest einer Rei-
nigungssubstanz umfassen, nicht jedoch darauf be-
schrankt sind. Die Steuerungsflexibilitat erlaubt es
dem Reinigungsapparat schnell an unterschiedlichen
Substratarten, die zu reinigen sind, und/oder an un-
terschiedlichen Arten von Materialien, die zu entfer-
nen sind, angepasst zu werden. Ein kontinuierlicher
Photomasken-Reinigungsprozess, der somit fur die
Massenproduktion geeignet ist, wird mit hohem er-
reichbaren Erfolg und stabiler Qualitat bereitgestellt.

[0059] In einigen Ausfiihrungsbeispielen umfasst ein
Reinigungsmodul eine Tragerstruktur, die ausgebil-
det ist, um eine drehbar Halterung einer Wischband-
Abrollspule und einer Wischband-Aufrollspule zu hal-
ten, einen Reinigungskopf, eine Absaugeinrichtung
zu halten. Der Reinigungskopf ist ausgebildet, um
wahrend der Reinigungsoperation ein Substrates mit
einem Wischband zu reinigen, welches kontinuierli-
che entlang eines Wischbandpfades von der Wisch-
bandabrollspule, um einen Abschnitt des Reinigungs-
kopfes herum und dann zu einer Wischband-Aufs-
pulrolle geflhrt wird, gefuhrt wrid. Die Absaugein-
richtung ist ausgebildet zum Absaugen von Verunrei-
nigungen, die wahrend der Reinigungsoperation er-
zeugt werden, von einem Abschnitt des Reinigungs-
kopfes.

[0060] In einigen Ausflihrungsbeispielen umfasst ei-
ne Reinigungsvorrichtung ein Halteteil, das ausge-
bildet ist zum Tragen eines Substrats, welches zu
reinigen ist, und zumindest eines Reinigungsmodu-
les, welches relativ zu dem Halteteil bewegbar ist.
Das zumindest eine Reinigungsmodul umfasst ei-
ne Haltestruktur, einen Reinigungskopf, einen Druck-
sensor und einen Treiber. Die Haltestruktur ist aus-
gebildet zum drehbaren Halten einer Wischband-Ab-
rollspule und einer Wischband-Aufrollspule. Der Rei-
nigungskopf ist ausgebildet zum Reinigen, wahrend
einer Reinigungsoperation, des Substrats, welches
auf dem Halteteil gehalten wird, mit einem Wisch-
band, welches kontinuierlich entlang eines Wisch-
bandpfades von der Wischband-Abrollspule, um ei-
nen Abschnitt des Reinigungskopfes herum und dar-
an anschliefend zu der Wischband-Aufrollspule ge-
fuhrt wird. Der Drucksensor ist ausgebildet zum De-
tektieren eines Druckes, der durch den Reinigungs-
kopf auf das Substrat ausgelibt wird. Der Treiber ist
ausgebildet zum Bewegen des Reinigungskopfes in
einer ersten Richtung hin und zuriick von dem Sub-
strat in Antwort auf den Druck, der durch den Druck-
sensor detektiert wird.

[0061] In einem Verfahren zum Reinigen einer Pho-
tomaske gemafR einigen Ausfuhrungsbeispielen wird
ein Wischband von einer Wischband-Abrollspule,
Uber einen Reinigungskopf und dann zu einer Wisch-
band-Aufrollspule gefiihrt. Ein Abschnitt des Wisch-
bandes tiber dem Reinigungskopf wird in Kontakt ge-
bracht mit einem Klebrest auf einer Oberflache der
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Photomaske. Eine Relativbewegung wird zwischen
der Photomaske und dem Abschnitt des Wischban-
des wird zum Entfernen des Klebrestes von der Ober-
flache der Photomaske erzeugt.

[0062] Das zuvor Gesagte beschreibt Merkmale von
verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen, sodass der
Fachmann ein besseres Verstandnis von den Aspek-
ten der vorliegenden Offenbarung hat. Die Fachleute
auf dem Gebiet werden verstehen, dass sie leicht die
vorliegende Offenbarung als eine Basis fur eine Aus-
gestaltung und Modifizierung von anderen Prozes-
sen und Strukturen nutzen kdnnen, um den gleichen
Zweck und/oder die gleichen Vorteile wie Ausfih-
rungsbeispiele, die hierin beschrieben wurden, zu er-
reichen. Die Fachleute auf dem Gebiet werden eben-
falls erkennen, dass solche aquivalente Konstruktio-
nen nicht von dem Geist und dem Umfang der vorlie-
genden Offenbarung abweichen und dass sie unter-
schiedliche Anderungen, Ersetzungen, Modifikatio-
nen daran vornehmen kdénnen, ohne von dem Geist
und dem Umfang der vorliegenden Offenbarung ab-
zuweichen.

Patentanspriiche

1. Reinigungsmodul mit:
einer Tragerstruktur, die ausgebildet ist zur drehba-
ren Halterung einer Wischband-Abrollspule und einer
Wischband-Aufrollspule;
einem Reinigungskopf, der ausgebildet ist zum Reini-
gen, wahrend einer Reinigungsoperation, eines Sub-
strats mit einem Wischband, welches kontinuierlich
entlang eines Wischband-Pfades von der Wisch-
band-Abrollspule, um einen Abschnitt des Reini-
gungskopfes herum und dann zu der Wischband-Auf-
rollspule gefihrt wird; und
einer Absaugeinrichtung, die ausgebildet ist, um Ver-
unreinigungen, die wahrend der Reinigungsoperation
erzeugt werden, von dem Abschnitt des Reinigungs-
kopfes abzusaugen.

2. Reinigungsmodul nach Anspruch 1, welches
weiter Folgendes umfasst:
ein Gehause, welches teilweise den Reinigungskopf
enthalt,
wobei der Abschnitt des Reinigungskopfes aus dem
Gehduse hervorragt und die Absaugeinrichtung aus-
gebildet ist zum Erzeugen eines negativen Druckes
innerhalb des Gehauses, um Verunreinigungen in
das Gehause zu saugen.

3. Reinigungsmodul nach Anspruch 2, wobei

das Gehduse eine Wand umfasst, die ausgebildet
ist zum Substrat wahrend der Reinigungsoperation
zu zeigen, wobei die Wand einen Schlitz aufweist,
durch welchen der Abschnitt des Reinigungskopfes
aus dem Gehause herausragt, und

die Absaugeinrichtung ausgebildet ist zum Erzeugen
des negativen Druckes innerhalb des Gehauses, um

12/23



DE 10 2014 019 370 A1

die Verunreinigungen durch den Schlitz in das Ge-
h&use hinein zu saugen.

4. Reinigungsmodul nach Anspruch 1, wobei der
Reinigungskopf drehbar ist.

5. Reinigungsmodul nach Anspruch 1, das weiter
Folgendes umfasst:
zumindest eine Duse, die stromaufwarts von dem
Reinigungskopf entlang des Wischbandpfades ange-
ordnet ist, wobei die zumindest eine Dise ausge-
bildet ist zum Aufbringen von zumindest einer Rei-
nigungssubstanz auf das Wischband zum Reinigen
des Substrats mit dem Wischband und der zumindest
einen Reinigungssubstanz an dem Reinigungskopf.

6. Reinigungsmodul nach Anspruch 1, das weiter
Folgendes umfasst:
einen Drucksensor, der ausgebildet ist zum Detektie-
ren eines Druckes, der durch den Reinigungskopf auf
das Substrat ausgeubt wird; und
einen Treiber, der ausgebildet ist zum Bewegen des
Reinigungskopfes hin zum und weg von dem Sub-
strat in Antwort auf den Druck, der durch den Druck-
sensor detektiert wurde.

7. Reinigungsmodul nach Anspruch 6, das weiter
Folgendes umfasst:
eine Basis, auf welcher die Tragerstruktur und der
Drucksensor befestigt sind; und
eine Feder, Uber welche der Reinigungskopf an die
Basis befestigt ist, wobei die Feder ausgebildet ist,
um teilweise den Druck, der durch den Reinigungs-
kopf auf das Substrat ausgelibt wird, aufzunehmen.

8. Reinigungsmodul nach Anspruch 7, wobei der
Treiber ausgebildet ist zum Bewegen der Basis hin
zum oder weg von dem Substrat.

9. Reinigungsmodul nach Anspruch 1, wobei die
Tragerstruktur ausgebildet ist zum Halten der Wisch-
band-Abrollspule und der Wischband-Aufrollspule,
und zwar drehbar um eine gemeinsame Drehachse.

10. Reinigungsmodul nach Anspruch 1, wobei
die Tragerstruktur ausgebildet ist zum Halten der
Wischband-Abrollspule und der Wischband-Aufroll-
spule, und zwar drehbar um entsprechende parallele
Drehachsen.

11. Reinigungsvorrichtung mit:
einem Trager, der ausgebildet ist zum Halten eines
zu reinigenden Substrats;
zumindest einem Reinigungsmodul, welches relativ
zu dem Trager bewegbar ist, wobei das zumindest
eine Reinigungsmodul Folgendes umfasst:
einer Haltestruktur, die ausgebildet ist zum drehba-
ren Halten einer Wischband-Abrollspule und einer
Wischband-Aufrollspule;
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einem Reinigungskopf, der ausgebildet, um wéhrend
einer Reinigungsoperation das Substrats, welches
auf dem Trager gehalten wird, mit einem Wisch-
band zu reinigen, welches kontinuierlich entlang ei-
nes Wischbandpfades von der Wischband-Abrollspu-
le, um einen Abschnitt des Reinigungskopfes herum
und hin zu der Wischband-Aufrollspule gefiihrt wird;
einem Drucksensor, der ausgebildet ist zum Detek-
tieren eines Druckes, der durch den Reinigungskopf
auf das Substrat ausgetibt wird; und

einem Treiber, der ausgebildet ist zum Bewegen des
Reinigungskopfes in eine erste Richtung hin zum
oder weg von dem Substrat in Antwort auf den detek-
tierten Druck durch den Drucksensor.

12. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 11, wo-
bei das zumindest eine Reinigungsmodul relativ zu
dem Trager in eine zweite Richtung senkrecht zu der
ersten Richtung bewegbar ist.

13. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 11, wo-
bei das zumindest eine Reinigungsmodul Folgendes
umfasst:
ein erstes Reinigungsmodul, welches relativ zu dem
Trager in eine zweite Richtung senkrecht zur ersten
Richtung bewegbar ist, und
ein zweiten Reinigungsmodul, welches relativ zu dem
Trager in eine dritte Richtung senkrecht zu der ersten
Richtung und der zweiten Richtung bewegbar ist.

14. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 11, wo-
bei das zumindest eine Reinigungsmodul drehbar um
eine Achse, die entlang der ersten Richtung ausge-
richtet ist, drehbar ist.

15. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 11, wo-
bei
der Reinigungskopf um eine Rotationsachse, die
senkrecht zu der ersten Richtung ausgerichtet ist,
drehbar ist, und
das zumindest eine Reinigungsmodul relativ zu dem
Trager in eine zweite Richtung senkrecht sowohl zu
der ersten Richtung als auch der Rotationsachse des
Reinigungskopfes bewegbar ist.

16. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 11, wel-
ches weiter Folgendes umfasst:
einem Gehduse, welches das zumindest eine Reini-
gungsmodul und den Trager darin aufbewahrt; und
eine Ventilationseinrichtung, die ausgebildet ist zum
Erzeugen eines Luftstromes durch das Gehause und
um das zumindest eine Reinigungsmodul und um den
Trager herum.

17. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 16, wel-
ches weiter Folgendes umfasst:
zumindest einen Reinigungssubstanzbehalter, der in
dem Gehause sich befindet, wobei der zumindest ei-
ne Reinigungssubstanzbehélter ausgebildet ist zum
Bereitstellen von zumindest einer Reinigungssub-
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stanz zum Reinigen des Substrats mit dem Wisch-
band und der zumindest einen Reinigungssubstanz
an dem Reinigungskopf,

wobei, in dem Luftstrom, das zumindest eine Reini-
gungsmodul und der Trager stromaufwarts von dem
zumindest einen Reinigungssubstanzbehalter ange-
ordnet sind.

18. Verfahren zum Reinigen einer Photomaske,
wobei das Verfahren Folgendes umfasst:
Fihren eines Wischbandes von einer Wischband-Ab-
rollspule, Uber einen Reinigungskopf und dann hin zu
einer Wischband-Aufrollspule;
Kontaktieren eines Abschnittes des Wischbandes
Uber dem Reinigungskopf mit einem Klebrest auf ei-
ner Oberflache der Photomaske; und
Bewirken einer Relativbewegung zwischen der Pho-
tomaske und des Abschnittes des Wischbandes zum
Entfernen des Klebrestes von der Oberflache der
Photomaske.

19. Verfahren nach Anspruch 18, welches weiter
Folgendes umfasst:
Umdrehen der Photomaske;
Kontaktieren eines weiteren Abschnittes des Wisch-
bandes Uber dem Reinigungskopf mit einer gegen-
Uberliegenden Oberflache der Photomaske; und
Bewirken einer Relativbewegung zwischen der Pho-
tomaske und des weiteren Abschnittes des Wisch-
bandes zum Reinigen der gegenilberliegenden Ober-
flache der Photomaske.

20. Verfahren nach Anspruch 18, welches gleich-
zeitig mit dem Fuhren, Kontaktieren und Bewirken
weiter Folgendes umfasst,

Fihren eines weiteren Wischbandes von einer wei-
teren Wischband-Abrollspule, Gber einem weiteren
Reinigungskopf und dann hin zu einer weiteren
Wischband-Aufrollspule;

Kontaktieren eines Abschnittes des weiteren Wisch-
bandes Uber dem weiteren Reinigungskopf mit ei-
ner gegeniberliegenden Oberflache der Photomas-
ke; und

wahrend der Relativbewegung, Reinigen der gegen-
Uberliegenden Oberflache der Photomaske mit dem
weiteren Wischband.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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